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１．概要（Summary） 

本研究では，MEMS 加工を用いて伝熱面裏面に測温

抵抗体，伝熱面に Si ウエットエッチングの手法を用いた

マイクロ構造を作製し，マイクロ構造表面に銅を真空蒸着

し，化学酸化することでマイクロ・ナノ階層構造超親水伝

熱面を持つサンプルを作製した．作製したサンプルを用

いて，ミニチャネル内流動沸騰実験を行い，薄液膜の観

察及び熱伝達特性を調べた． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  プラズマ CVD，スパッタ装置，ス

ピンコーター，両面マスクライナ，リアクティブイオンエッチ

ャー，電子顕微鏡 

【実験方法】 

  Siウエハに，プラズマCVD装置，スパッタ装置を用い

てSiO2膜を成膜した後，Al膜を成膜した．次に，スピンコ

ーター，両面マスクライナを用いて，フォトレジストを塗布

し，露光，現像，Al のエッチングを行なった後，レジストを

剥離することで，伝熱面裏面に Fig. 1 に示すヒータ兼測

温抵抗体が完成する．伝熱面を加工する際に完成したヒ

ータを保護するため，窒化膜を成膜した．次に，伝熱面に

RIE 装置を用いて窒化膜を成膜し，フォトレジストを塗布

し，露光，現像することで Si ウエットエッチング用のマスク

を作製した．次に Si ウエットエッチングを行い，窒化膜を

剥離することで Fig. 2(a)に示すマイクロ構造が完成する．

完成したマイクロ構造表面に銅を真空蒸着し，化学酸化

することで Fig. 2(b)に示すマイクロ・ナノ超親水伝熱面が

完成する． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した Si 平滑面，マイクロ構造表面，ナノ構造表面，

マイクロ・ナノ構造表面を伝熱面に持つサンプルを用いて

流動沸騰実験を行った．実験で得られた沸騰曲線を Fig. 

3に示す．マイクロ・ナノ構造表面を伝熱面として利用する

ことで，3.5 MW/m2の限界熱流束（CHF）が得られ，Si平

滑面と比較して約 3.2倍に相当する限界熱流束となった． 

 

Fig. 1 Thin film RTD heater  

(a) micro-structure     (b) micro/nano-structure 

   

Fig. 2 SEM images of fabricated surface 

 

Fig. 3 boiling curves 

４．その他・特記事項（Others） 

   なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 

なし 
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